Abstract (Basic) : DE 19920368 Al 

NOVELTY - Glass product thermal treatment apparatus, 
comprising IR lamp heaters (13), is new. 

USE - Especially for thermal treatment, e.g. tempering, 
shaping, bending, CVD coating (e.g. with silicon carbide) or even 
sintering, of quartz glass products useful in the semiconductor 
industry. 

ADVANTAGE - The use of IR lamps, instead of prior art 
induction coils, allows high precision temperature adjustment 
(+/-0.5 degrees C) and provides improved homogeneity of 
temperature distribution (at most 10 degrees C temperature 
variation), even when heating products of complicated shape, thus 
allowing cooling rates of up to 250 degrees C/min. without the 
risk of fracture caused by thermal stresses. 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

® Vorrichtung zur thermischen Behandlung von Glasprodukten 
® Es wird eine Vorrichtung (10) zum thermischen Behan- 

deln von Glasfertigprodukten, Glashalbzeugen, Glasvor- 

produkten und dergleichen (Glasprodukte) (11), insbe- 

sondere aus Quarzglas, vorgeschlagen, umfassend we- 

nigstens ein Gehause (12) zur Aufnahme der Glasproduk- 
te (1 1) wahrend der thermischen Behandlung sowie Heiz- 

mittel (13) zur Erzeugung von Warme fur die thermische 

Behandlung. Dabei wird das Heizmittel (13) aus Infrarot- 

lampen gebildet. 
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Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum thennischen 
Behandeln von Glasfertigprodukten, Glashalbzeugen, Glas- 
vorprodukten und dergleichen (Glasprodukte), insbesondere 5 
aus Quarzglas, umfassend wenigstens ein Gehause zur Auf- 
nahme der Glasprodukte wahrend der thermischen Behand- 
lung sowie Heizmittel zur Erzeugung von Warme fur die 
thermische Behandlung. 

In vieien technischen Bereichen, beispielsweise in der 10 
Halbleiterindustrie. wird aufgrund seiner spezifischen che- 
mischen und physi kali sc hen Eigenschaften Quarzglas ver- 
wendet, wobei don nicht nur bestimmte fiachige Bauteile* 
aus Quarzglas benotigt werden sondern auch komplexe, 
raumliche Bauteile. Diese Bauteile konnen beispielsweise 15 
Fertigprodukte. Halbzeugen, Vorprodukte und dergleichen 
sein, die hier aus Einfachheitsgriinden kurz Glasprodukte 
genannt werden soilen. Diese Glasprodukte werden entwe- 
der vor oder nach ihrer Formgebung einer thermischen Be- 
handlung unterzogen, um diese fiir ihre spatere Verwendung 20 
bzw. Weiterverarbeitung geeignet zu konditionieren. So er- 
folgt diese Warmebehandlung beispielsweise gezielt zum 
Tempem, zum Verforrnen und zum Biegen und dergleichen. 

Ein wesentiiches Kriterium der thermischen Behandlung 
der Glasprodukte in einer Vorrichtung bzw. einem Ofen der 25 
eingangs genannten Art ist, daB die thermische Behandlung 
bei sehr genauen und homogenen Temperaturverhaltnissen 
innerhalb der Vorrichtung bzw. des Ofens erfolgen muB, 
d. h., daB einmal die fur das spezielle Glasprodukt gewahlte 
Temperatur hochgenau fur den Behandlungsvorgang einge- 30 
halten wird und andererseits innerhalb der Vorrichtung eine 
homogene Verteilung der Temperatur uber den gesamten 
Raum gewahrleistet ist, so daB das Glasprodukt auch tat- 
sachlich an alien seinen raumlichen bzw. flachigen Berei- 
chen mit einer gleichen Temperatur beaufschlagt wird. 35 
. Insbesondere fur eine Behandlung von Glasprodukten zur 
Ausfuhrung eines Tempervorganges mussen die vorange- 
hend aufgezeigten Kriterien fur die thermische Behandlung 
hochgenau eingehalten werden. Es ist bekannt, daB beim 
Tempem nach der sogenannten Japan- bzw. Schockmethode 40 
die Vorrichtung bzw. der Ofen auf eine vorbes timmte Tem- 
peratur vorgewarmt und dort hochgenau gehalten wird. Das 
zu temperierende Glasprodukt wird dann in die Vorrichtung 
hinein uberfuhrt dort auf die vorbestimmte Temperatur er- 
warmt und wieder aus der Vorrichtung herausgefuhrt. 45 

Bei bisher im Stand der Technik bekannten Vorrichtungen 
dieser Art werden max i male Temperaturinhomogenitaten 
von ±25°C erreicht, was fiir viele Anwendungszwecke, ins- 
besondere bei kornplizierten Glasproduktformteilen unak- 
zeptabel ist. Das kann beispielsweise dazu fuhren. daB be- 50 
stimmte Bereiche des zu behandelnden Glasprodukts verfor- 
rnen, andere Bereiche jedoch noch nicht die optimale Tem- 
per- Temperatur erreicht haben. 

Herkommliche Aufheiz- und Abkuhlzyklen arbeiten mit 
Aufheizgeschwindigkeiten von 4°C pro Minute. Das hat zur 55 
Folge, daB beim Aufheizen von Raumtemperatur bis zum 
Erreichen der Tempertemperaturen (typisch U25°C) eine 
Zeitspanne von ca. 4,5 Stunden verstreicht, bis der eigentli- 
che Tempervorgang vorgenommen werden kann. Das glei- 
che Zeitintervall von ca. 4,5 Stunden wird auch beim Ab- 60 
kiihlen benotigt, weil durch die Temperaturinhomogenitat 
der derzeiugen Temperofensysteme ansonsten thermische 
Spannungen z. B. in Quarzprodukten entstehen, die zum 
Bruch dieser Teile fuhren wiirden. 

Die im Stand der Technik bekannten Vorrichtungen wei- 65 
sen Heizmirtel in Form von Induktionsspulen auf, d. h. die 
Warme wird durch elektrische Induktion erzeugt. Die Er- 
gebnisse bei der thermischen Behandlung von Glasproduk- 



ten bei Vorrichtungen bzw. Ofen der eingangs aenannten Art 
sind so mit nicht zufriedensteilend, zumal in "vieien Berei- 
chen der thermischen Behandlung, insbesondere beim Tern- 
pern von Glasprodukten, angestrebt wird : die Temperzeiten 
so kurz wie moglich zu halten, um die thermische Belastung 
des Glasproduktes so weit wie moglich zu reduzieren. 

Bei den bisher frr diese Zwecke in den Vorrichtungen 
verwendeten Indukuonsmitteln ist eine Steigerung der Tem- 
peraturgenauigkeit und der homogenen Warmeverteilung in 
der Vorrichtung nur noch sehr begrenzt, wenn uberhaupt, 
moglich. 

Es ist deshalb Aufgabe der voriiegenden Erfindung, eine 
Vorrichtung der eingangs genannten Art zu schaffen, mit der 
eine hochgenaue Temperatureinstellung in der Vorrichtung 
zur thermischen Behandlung von Glasprodukten moglich ist 
und eine gegenuber den Stand der Technik significant ver- 
besserte Homogenitat der Temperaturverteilung innerhalb 
der Vorrichtung moglich ist, mit der sogar bei komplex ge- 
formten Glasprodukten eine punktuelle Temperaturbeein- 
flussung moglich ist und eine hochgenaue, gegenuber dem 
Stand der Technik stark verbesserte Steuerungsmoglichkeit 
der Temperatur in der Vorrichtung moglich ist, wobei die 
Vorrichtung dennoch einfach im Aufbau, kostengunstig her- 
stellbar, auf einfache Weise in ihrem Temperaturverhalten 
regelbar und frei von Einfliissen auf das Glasprodukt wah- 
rend der thermischen Behandlung ist. 

Gelost wird die Aufgabe gemaB der Erfindung dadurch, 
daB das Heizmittel aus Infrarotlampen gebildet wird. 

Der wesentliche Vorteil der erfindungsgemaBen Losung 
besteht darin, daB sich Infrarodampen sehr viel leichter in 
bezug auf ihre gewunschte Warmeabgabe steuem, regeln 
und einstellen lassen als beispielsweise Heizmittel in Form 
von Induktionseinrichtungen, wie sie bisher bei im Stand 
der Technik bekannten Vorrichtungen ausschlieBlich Ver- 
wendung fanden und finden. Die Infrarotlampen haben zu- 
dem den wesentlichen Vorteil, daB auch beispielsweise die 
Wellenlangen der Lampen im Infrarotbereich an die unter- 
schiedlichen Werkstoffe, die die Glasprodukte bilden kon- 
nen, angepaBt werden konnen. Die Temperatursteuerang 
mittels Infrarotlampen ist beispielsweise bis zu ±0,5°C ge- 
nau moglich, so daB, wie angestrebt, dadurch auch eine sehr 
hohe Homogenitatsverteilung der erzeugten Warme in der 
Vorrichtung moglich ist. Bei Tempervorrichtungen mit In- 
frarodampen sind sehr homogene Temperaturverteilungen 
im Werkstofferreichbar ( < 10°C), die es errnogiichen, Auf- 
heiz- und Abkuhlraten von bis zu 250°C/min zu erreichen, 
ohne daB die thermischen Spannungen zum Bruch von z. B. 
Quarzglas fuhren. Da letztlich auch eine einfache Strom- 
bzw. Spannungssteuerung der Infrarotlampen mittels an sich 
im Stand der Technik bekannter Regelungs- und Steue- 
rungseinrichtungen moglich ist, ist auch das erflndungsge- 
maBe Teilziel einer einfachen Hers te lib arkeit bzw. Bereit- 
stellbarkeit der Vorrichtung verwirklichbar. 

GemaB einer vorteilhaften Ausgestaltung der Vorrichtung 
wird das Gehause im wesentlichen aus Quarzglas gebildet, 
es kann aber beispielsweise auch aus Keramik, Siliciumkar- 
bid oder aus Kombinationen von Quarzglas, Keramik und 
Siliciumkarbid gebildet werden. Das Gehause der Vorrich- 
tung aus Quarzglas bzw. Keramik bzw. Siliciumkarbid aus- 
zubilden hat den Vorteih daB dadurch auf einfache Weise 
Kontaminationen des Glasproduktes wahrend der thermi- 
schen Behandlung in der Vorrichtung ausgeschlossen sind. 

Bei einer vorteilhaften weiteren Ausgestaltung der Vor- 
richtung ist im Gehause eine Aufnahmeeinrichtung zur Auf- 
nahme des Glasprodukts wahrend der thermischen Behand- 
lung angeordnet, um beispielsweise fiir die Ausfuhrung ei- 
ner Temperung mittels der Vorrichtung das zu behandelnde 
Glasprodukt schnell in die Vorrichtung hinein und schnell 
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aus der Vorrichtung herausfuhren zu konnen, d. h. auch 
durch die vorgeschlagene mechanische Ausgestaltung der 
Vorrichtung die themrische Belastung des Glasproduktes 
nicht nur wahrend der Erwiirmungsphase im vorgewarmten 
Ofen sondem auch fur das Hineinfiihren und Herausfuhren 5 
so gering wie mogiich zu haiten. 

Dabei besteht die Aufhahmeeinrichtung vorteilhafter- 
weise im wesendichen aus einer vorrichtungsseitigen Schie- 
neneinrichtung sowie einer Auflageeinrichtung, die auf der 
Schieneneinrichtung aufliegead aus dem Gehause heraus- 10 
ziehbar und in das Gehause hineinschiebbar ist. Die Schie- 
neneinrichtung gestattet dabei ein leichtes aber prazise ge- 
fuhrtes Hineinschieben und auch Herausziehen der Auflage- 
einrichtung in das Gehause bzw. aus dem Gehause heraus 
bei auf der Auflageeinrichtung liegendem zu temperieren- 15 
den Glasprodukt. 

Die Schieneneinrichtung besteht vorzugsweise im we- 
sentlichen aus zwei im wesentlichen parallel voneinander 
beabstandeten Schienen, wobei vorzugsweise wenigstens 
eine der Schienen einen prismatischen Querschnitt aufweist. 20 
Dadurch ist ein prazises Hineinschieben und Herausziehen 
der Aufhahmeeinrichtung in das Gehause bzw. aus dem Ge- 
hause heraus gewahrleistet, ohne das befurchtet werden 
muB, daB die Auflageeinrichtung, auf der das zu temperie- 
rende Glasprodukt aufliegt, verkantet und somit auch das 25 
Glasprodukt beim Hineinscheiben bzw. Herausziehen be- 
schadigt wird. 

Auch die Auflageeinrichtung besteht vorteilhafterweise 
im wesentlichen aus zwei voneinander parallel beabstande- 
ten Schienen, wobei vorzugsweise wenigstens eine der 30 
Schienen einen prismatischen Querschnitt aufweist, so daB 
die Schiene der Auflageeinrichtung mit . prismatischem 
Querschnitt mit der Schiene der Schieneneinrichtung, die ei- 
nen prismatischen Querschnitt aufweist, zur Ausbildung ei- 
ner hochprazisen Schienenfiihrung in EingrifF stent und auf 35 
einfache Weise eine prazise Fuhrung der Auflageeinrichtung 
auf der Schieneneinrichtung gewahrleistet. 

Selbstverstandlich ist es auch mogiich, beide Schienen 
der Schieneneinrichtung und dementsprechend beide Schie- 
nen der Auflageeinrichtung mit einem jeweiligen prismati- 40 
schen Querschnitt zu versehen, so daB dadurch nochrnals die 
Fuhrungsgenauigkeit der Auflageeinrichtung auf der Schie- 
neneinrichtung erhoht wird. 

Bei einer noch weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der 
Erfindung weist die Auflageeinrichtung wenigstens einen 45 
Halter auf, auf dem das Glasprodukt wahrend der thermi- 
schen Behandlung liegt bzw. von dem dieses wahrend der 
thermischen Behandlung gehalten wird. 

Der Halter fur das zu behandelnde Glasprodukt kann der- 
art ausgestaltet sein, daB er mit dem Glasprodukt so gering 50 
wie mogiich in Beriihrung kommt, d. h. auch der Halter 
kann einen irn wesendichen prismatischen Querschnitt auf- 
weisen, so daB die Beruhrungsftachen des Halters mit dem 
zu behandelnden Glasprodukt auf den Spitzenbereich des 
Prismas des Halters begrenzt sind. Es kann eine Mehrzahl 55 
von Hal tern vorgesehen sein. 

AUe Elemente der Aufnahmeeinrichtung selbst konnen 
aus Quarzglas aber auch aus Keramik, Siliciumkarbid und 
dergleichen bestehen, urn beispielsweise bei der thermi- 
schen Behandlung zu gewahrleisten, daB die Elemente der 60 
Aufhahmeeinrichtung nicht schmelzen bzw. anschrnelzen. 

Die Heizmittel selbst konnen an sich auf verse hiedene ge- 
eignete Weise aufgebildet sein, beispielsweise vorteilhafter- 
weise stabforrnig pder auch vorteilhafterweise kugelfbrmig, 
je nach der Art der Vorrichtung und den mit der Vorrichtung 55 
zur Behandlung der GJasprodukte verfolgten Zwecken. 

Die Heizmittel konnen gemaB einer vorteilhaften noch 
anderen Ausfuhrungsform in im wesendichen konzentri- 



schen Ringen zueinander angeordnet sein, es ist aber auch 
vorteilhafterweise mogiich, die Heizmittel im wesentlichen 
linear und im wesentlichen parallel zueinander beabstandet 
anzuordnen. 

SchlieBlich ist es vorteilhafterweise mogiich, die Heiz- 
mittel in der Vorrichtung beispielsweise bei Dunktfdrmis 
ausgebildeten Heizmitteln in Form einer Matrix anzuord~ 
nen, so daB tiber geeignete Steuermittel jedes punktformige 
Heizmittel der Matrix gesondert angesteuert werden kann 
und eine gesonderte Temperatursteuerung und eine geson- 
derte Wellenlangensteuerung des Lichts der ER-Lamp°e aus- 
gefuhrt werden kann, urn einerseits auf unterschiedliche 
WerkstorTe die Temperatursteuerung abstellen zu konnen 
und auch andererseits auf komplex strukturierte Glaspro- 
dukte in bezug auf deren Warmebehandlung gezielt einge- 
hen zu konnen. 

Die Erfindung wird nun unter Bezugnahme auf die nach- 
folgenden schematischen Zeichnungen anhand eines Aus- 
fuhrungsbeispiels eingehend beschrieben. Darin zeigen: 

Fig. 1 in der Seitenansicht im Schnitt eine Ausgestaltung 
der Vorrichtung mit oberhalb und unterfaalb des thermisch 
zu behandelnden Glasproduktes angeordneten Heizmitteln 
und 

Fig. 2 eine Draufsicht auf die Darstellung der Vorrichtung 
von Fig. 1 im Schnitt. 

^ Die Vorrichtung 10 zum thermischen Behandeln von 
Glasprodukten 10 umfaBt im wesentlichen ein Gehause 12, 
das, nachdem das Glasprodukt 11 im Gehause 12 geeianet 
poskioniert worden ist, fur die therraische Behandlungge- 
schlossen werden kann, und nachdem die thermische' Be- 
handlung abgeschlossen worden ist, wiederum zur Ent- 
nahme des Glasprodukts U geoffhet werden kann. Diese 
Mittel zum VerschlieBen und Offhen des Gehauses 12 sind 
an sich bekannter Art, so daB darauf an dieser Stelle nicht 
naher eingegangen zu werden braucht. 

Bei der in den Fig. 1 und 2 dargestellten Ausgestaltune 
der Vorrichtung 10 sind eine Mehrzahl nebeneinander ange^ 
ordneter Heizmittel 13 in Form von Infrarotlampen vorgese- 
hen, die das Innere des Gehauses 12 im wesentlichen voll- 
standig durchqueren und im wesentlichen die gesamte In- 
nenflache des Gehauses 12 bedecken. Urn eine homogene 
Warmeverteilung in der Vorrichtung 10 zu erreichen, sind 
die Heizmittel 13 sowohl im Bereich des Bodens des Gehau- 
ses 12 als auch im Bereich des Deckels des Gehauses 12 an- 
geordnet, so daB das Glasprodukt 11 im wesentlichen von 
beiden Seiten vollstandig mit Warme beaufschlagt werden 
kann. Die in den Figuren dargestellten Heizmittel 13 sind 
stabforrnig ausgebildet und dariiber hinaus im wesentlichen 
linear und im wesentlichen parallel zueinander beabstandet 
angeordnet. Die Heizmittel 13 konnen aber auch beispiels- 
weise in Form konzentrischer Ringe angeordnet sein, wobei 
auch Mischformen aus konzentrischer Anordnung und par- 
alleler Anordnung mogiich sind. Die Heizmittel 13 konnen 
dariiber hinaus auch kugelformig ausgebildet sein und, was 
hier nicht dargestelit ist, beispielsweise im Boden und/oder 
im Deckenbereich, im Inneren des Gehauses 12 derart ange- 
ordnet sein, daB sie eine Matrix bilden. Durch geeignete 
elektrische Ansteuerung kann dann beispielsweise" auch je- 
der beliebige geeignete Punkt bzw. jedes beliebige geeignete 
Heizmittel 13 der Matrix angesteuert werden, so da8~eine 
gezielte Warmeverteilung innerhalb der Vorrichtung 10 be- 
ziigiich des Glasproduktes 11 gewahrleistet bzw. mogiich 
ist. 

Fest mit dem Gehause 12 verbunden ist eine Schienenein- 
richtung 150 ausgebildet, die hier aus zwei voneinander im 
wesendichen parallel beabstandeten Schienen 151 und 152 
besteht. Eine der Schienen, hier die Schiene 151. weist einen 
prismatischen Querschnitt auf. wohin die andere Schiene 
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152 eine ebene Gleitseite aufweist. Auf dem prismatischen 
Ende der einen Schiene 151 und auf der ebenen Oberflache 
der anderen Schiene 152 gleitet wiederum ein entsprechend 
ausgebildetes Schienenpaar 154 ? 155, das voneinander be- 
abstandet eine Aufiageeinrichtung 153 bildet. Die Schiene 

154 der Aufiageeinrichtung 153 ist hier ebenfaUs entspre- 
chend der prismatischen Formgebung der Schiene 151 ge- 
formt, so daB die Schienen 151, 153 gefuhrt miteinander in 
Eingriff stehen. Dementsprechend konnten auch die mit ih- 
ren ebenen Gleitrlachen in Eingrirf stehenden Schienen 151, 

155 einen prismatischen Querschnict aufweisen, wenn die- 
ses zur Verbesserung der Prazision der Fuhrung zwischen 
Schieneneinrichtung 150 und Aufiageeinrichtung 153 erfor- 
derlich ist. Geeignete Quertrager 156, 157 verbinden die 
Schienen 154, 155 der Aufiageeinrichtung 153. Auf bzw. an 
der Aufiageeinrichtung 153 sind auf geeignete Weise Halter 
16 angecrdnet, auf denen das zu behandelnde Giasprodukt 

11 mit moglichst geringer Flachenauflage liegt. Aus diesem 
Grunde weisen die Halter 16 ebenfalls einen prismatischen 
Querschnitt auf 

Die Aufnahmeeinrichtung 15 wird somit durch die Schie- 
neneinrichtung 150 nut den Schienen 151, 152 gebildet und 
durch die Aufiageeinrichtung 153 mit den Schienen 154, 
155 sowie den Quertriigern 156, 157 sowie dem Halter 16 
oder den Haitem 16. 

Alle Elemente der Aufnahmeeinrichtung 15 konnen aus 
Quarzglas, aus Keramik, aus Siliciumkarbid oder ahnlichen 
Werkstoffen bestehen, was gleichermaBen fur das Gehause 

12 gilt. 

Die hier in den Fig. 10 dargesteilte Vorrichtung ist ledig- 30 
lich als beispielhafte Ausgestaltung def Vorrichtung zu se- 
hen. Die Vorrichtung 10 kann beispielsweise als sogenann- 
ter Einlegeofen fur flache Glasprodukte, als Durchlaufofen 
fur flache Glasprodukte und auch als Ofen fur raumlich 
komplex strukturierte Glasprodukte 11 ausgebildet sein. Es 35 
ist auch moglich, die Heizmittel 13 nicht nur, wie in den Fi- 
guren dargestellt, im Inneren des Gehauses 12 im Boden- 
und im Deckenbereich auszubilden, sondem auch an den 
Seiten und ggf. auch an den Stimbereichen, um' fur eine 
noch groBere homogene Warmeverteilung zu sorgen. Mit- 40 
tels hier nicht gesondert dargestellter Einrichtungen kann 
das Innere der Vorrichtung 10 auch evakuiert werden, so daB 
die thermische Behandiung in sauerstoffreier Umgebung 
oder ggf. auch in einer Inertgasumgebung vonstatten gehen 
kann. Die Vorrichtung 10 eignet sich daruber hinaus auch 45 
zur Ausfuhrung von Beschichtungen auf der Oberflache des 
Glasprodukts 11, beispielsweise mittels des an sich bekann- 
ten CVD-Verfahrens (Chemical Vapour Deposition). Be- 
schichtungen dieser Art konnen beispielsweise aus Silici- 
umkarbid bestehen. 50 

Der Betrieb der Vorrichtung 10 zur Ausfuhrung einer 
thermischen Behandiung von Glasfertigprodukten, Glas- 
halbzeugen, Glasvorprodukten und dergleichen in beispiels- 
weise flacher Bauform oder auch in komplex strukturierten 
Formen, d. h. an'sich beliebiger Glasprodukte 11, geht fol- 55 
gendermaBen vonstatten. Die Vorrichtung 10 wird auf eine 
bestimmte vorgewiihite Temperaair vorgeheizt, wobei uber 
geeignete Steuer- und Regeleinrichtungen die Temperatur 
bis zu ±0,5°C aufgrund der als Heizmittel 13 verwendeten 
Inrrarodampen gehalten werden kann. Nach geeigneter Vor- 60 
erwarmung der Vorrichtung 10 und dem Erreichen der be- • 
stimmungsgemaBen Temperatur wird die Aufiageeinrich- 
tung 153 mit dem Giasprodukt 11 beladen und in die geoff- 
nete Vorrichtung 10 hineingeschoben. wobei dabei die Auf- 
iageeinrichtung 153 iiber ihre Schienen 154, 155 auf den 65 
Schienen 151, 152 der Schieneneinrichtung gleitet. 1st die 
Aufiageeinrichtung 153 in die Vorrichtung 10 hineingescho- 
ben worden, wird die Vorrichtung 10 verschlossen und das 
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Giasprodukt 11 wird in bezug auf eine vorgewiihite Zeit und 
eine vorgewahlte Temperatur und gege bene n falls eine vor- 
gewiihite Temperaturverteilung innerhalb der Vorrichtung 
10 thermisch behandelL Nach Abiauf der Behandlungstem- 
5 peratur wird das Giasprodukt 11, nach wie vor auf der einen 
Aufiageeinrichtung 153 positionien, aus der Vorrichtung 10 
entfemt und einer weiteren bestimmungsgemaBen Behand- 
iung unterworfen. 

Eine Kontamination des Glasprodukts 11 durch den die 
to Vorrichtung 10 bzw. das Gehause 12 bildenden Werkstoffist 
ausgeschlossen. Dadurch, daB die thermische Behandiung 
im geschlossenen Gehause 12 statifindet, ist auch eine Xon~ 
tamination durch die Umgebungsatmosphare ausgeschlos- 
sen, beispielsweise dann, wenn das Gehause 12 zur Warme- 
15 behandiung evakuiert und/oder mit einer unter geringem 
Uberdruck stehenden Inertgasatmosphare beaufschlagt 
wird. 

Bezugszeichenliste 

20 

10 Vorrichtung 
U Giasprodukt 

12 Gehause 

13 Heizmittel 
14 

15 Aufnahmeeinrichtung 

16 Halter 

150 Schieneneinrichtung 

151 Schiene 

152 Schiene 

153 Aufiageeinrichtung 

154 Schiene 

155 Schiene 

156 Quertrager 

157 Quertrager 

Patentanspriiche 

1. Vorrichtung zur thermischen Behandiung von Glas- 
fertigprodukten, Glashalbzeugen, Glasvorprodukten 
und dergleichen (Glasprodukte), insbesondere aus 
Quarzglas, umfassend wenigstens ein Gehause zur 
Aufhahme der Glasprodukte wahrend der thermischen 
Behandiung sowie Heizmittel zur Erzeugung von 
Warme fiir die thermische Behandiung, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Heizmittel (13) aus Infrarot- 
lampen gebildet wird. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Gehause (14) im wesentlichen aus 
Quarzglas gebildet wird. 

3. Vorrichtung nach einem oder beiden der Anspriiche 
1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB im Gehause 
(14) eine Aufnahmeeinrichtung (15) zur Aufnahme des 
Glasproduktes (11) wahrend der thermischen Behand- 
iung angeordnet ist. 

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Aufnahmeeinrichtung (15) im we- 
sentlichen aus einer vorrichtungsseitigen Schienenein- 
richtung (150) sowie einer Aufiageeinrichtung (153) 
besteht, die auf der Schieneneinrichtung (150) aurlie- 
gend aus dem Gehause (14) herausziehbar und in das 
Gehause (14) hineinschiebbar ist. 

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Schieneneinrichtung (150) im we- 
sentlichen aus zwei voneinander im wesentlichen par- 
allel beabstandeten Schienen (151, 152) besteht. 

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB wenigstens eine der Schienen (151, 152) 
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einen prismaiischen Querschnitt aufweist. 

7. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprii- 
che 4 bis 6. dadurch gekennzeichnet, daB die Auflage- 
einrichtung (153) im wesentlichen aus zwei voneinan- 
der parallel beabstandeten Schienen besteht. 

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB wenigstens eine der Schienen (154, 155) 
einen prismadschen Querschnitt aufweist. 

9. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprii- 
che 4 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB die Aufiage- 
einrichtung (153) wenigstens einen Halter (16) auf- 
weist. auf dem das Glasprodukt wahrendder therrni- 
schen Behandlung liegt bzw. von diesem wahrend der 
thermischen Behandlung gehaiten wird. 

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Halter (16) einen im wesentlichen 
prismadschen Querschnitt aufweist. 

11. Vforrichtung nach einem oder mehreren der An- 
spruche 3 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daB die Ele- 
mente der Aufnahmeeinrichtung (15) aus Quarzglas 20 
bestehen. 

12. Vorrichtung nach einem oder mehreren der An- 
spruche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Heizmittel (13) stabformig ausgebildet sind. 

13. Vorrichtung nach einem oder mehreren der An- 
spruche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Heizmittel (13) kugelfbnnig ausgebildet sind. 

14. Vorrichtung nach einem oder mehreren der An- 
spriiche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Heizmittel in Form im wesentlichen konzentrischer 
Ringe. angeordnet sind. 

15. Vorrichtung nach einem oder mehreren der An- 
spriiche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Heizmittel (13) im wesentlichen linear und im wesent- 
lichen parallel zueinander beabstandet angeordnet sind. 

16. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB ein schnelles spannungsfreies Aufheizen 
und Abkuhien von Werkstoffen mittels programmge- 
steuerter Temperaturkontrolle moglich ist, wobei Raten 
von bis zu 250°C/min erzielt werden konnen. 

17. Vorrichtung nach Anspruch 1 und 16, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB bei Quarzbauteilen ein konstanter 
OH-Gehalt durch einen evakuierten Temperraum er- 
zielt werden kann. 

18. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB zusatzlich zum Spannungsfrettempem 
von Quarzbauteilen durch geeignete Temperaturfuh- 
rung und Vorrichtungen moglich ist. 

19. Vorrichtung nach Anspruch 1 und 16, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB eine Reduzierung von Rekris talks a- 
tionen (weiBe Punkte) des Quarzglases und anderer 
Glaser moglich ist, weil die Verweilzeit im Keimbil- 
dungs- und Keimwachstumsbereich drastisch verkurzt 
wird. 

20. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet daB Kontaminationen durch Ofenwerkstofle 
oder fremder Atmosphare verrnieden werden. 

21. Vorrichtung nach Anspruch 1 und 16, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB eine Reduzierung der thermischen 
Belastungen und eine drastische Reduzierung von 
Ternperzykluszeiten erfolgt. 

22. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB eine Abstimmung der ER-Lampen an die 
unterschiedlichen WerksiorTe erfolgt. 

23. Vorrichtung nach Anspruch 1 und 16, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB zusatzlich zum Spannungsfreitem- 
pern von Quarzbauteilen zudem gleichzeidg eine Ab- 
scheidung von Beschichtungen auf Quarzglas mittels 
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CVD-Verfahren erfolgen kann. 

24. Vorrichtung nach Anspruch 1 und 16, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB zusatzlich zum Spannungsfreitem- 
pern von Quarzbauteilen zudem gleichzeidg'eine Ab- 
scheidung von Siliziumkarbidschichten aufQuarzglas 
erfolgen kann. 

25. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB hierbei auch Sinterprozesse gesteuen 
werden konnen. 
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